Исследование оптических свойств наноразмерных систем Ni – MoO3 до и после теплового воздействия при температуре 623 K
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В настоящей работе представлены результаты исследований оптических свойств наноразмерных систем Ni – MoO3 до и после теплового воздействия при температуре 623 K в зависимости от толщины пленок никеля, оксида молибдена (VI) и времени термообработки.

Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10-3 Па) путем последовательного нанесения тонких слоёв MoO3 (4…25 нм) на слой Ni (2…12 нм) (предварительно нанесенный на подложку из стекла) используя «ВУП-5М». Регистрацию эффектов до и после тепловой обработки образцов осуществляли спектрофотометрическим методом (спектрофотометр «Shimadzu UV-1700») [1, 2].

При исследовании наноразмерных систем Ni‑MoO3 на спектрах поглощения обнаруживаются полосы поглощения индивидуальных пленок Ni и MoO3. Спектры поглощения систем в коротковолновой области спектра (λ = 300–500 нм) по мере уменьшения толщины пленок Ni в значительной степени определяются поглощением пленок MoO3 [1]. В длинноволновой области спектра (λ = 500–1100 нм) в основном проявляются полосы поглощения пленок Ni [2]. При увеличении толщины пленок Ni, при сопоставимых толщинах пленок MoO3, наблюдается увеличение оптической плотности систем в диапазоне λ = 300‑1100 нм. При одинаковой толщине пленок Ni, с увеличением толщины пленок MoO3, оптическая плотность систем Ni‑MoO3 возрастает и в большей степени проявляется полоса поглощения в коротковолновой области спектра, характерная для MoO3. Отражательная способность систем Ni‑MoO3 также зависит от толщины пленок Ni и MoO3. По мере увеличения толщины пленок Ni и уменьшения толщины пленок MoO3 в исследуемых диапазонах толщины пленок Ni и MoO3, соответственно, наблюдается увеличение отражательной способности системы Ni‑MoO3 в длинноволновой области спектра (λ = 500‑1100 нм) и уменьшение отражательной способности в коротковолновой области спектра (λ = 190‑500 нм). 
В результате тепловой обработки систем Ni‑MoO3 в атмосферных условиях спектры поглощения и отражения образцов претерпевают существенные изменения. Обнаружено, что в процессе воздействия тепла (623 К) происходит уменьшение оптической плотности изучаемых систем. При этом необходимо отметить, что по мере достижения оптической плотности ее предельных значений, начинает проявляться все в большей степени широкая полоса поглощения с максимумом (=870 нм, характерная для индивидуальных пленок MoO3 в процессе теплового воздействия [1]. На спектрах зеркального отражения измеренных до и после тепловой обработки для каждой из систем Ni‑MoO3 при определенной длине волны отражательная способность не зависит от времени теплового воздействия. По мере увеличения времени теплового воздействия наблюдается увеличение отражательной способности системы Ni‑MoO3 в длинноволновой области спектра и уменьшение отражательной способности в коротковолновой области спектра. 
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